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Abstract 
It has been reported that the physical and chemical properties of the silicon anodic oxides 
di妊erwith the forming conditions of the oxides， and especially， that the water in the electrolyte 
has a large inf1uence on the electrode r伺 ctionand the mechanism of si1icon anodization. 
In our experiments， the silicon anodic oxides were formed at constant current density， 3 mA/ 
cm2， in the solution of THFA， a protonic solvent， +0.04 N-NH4N03 with added water contents 
varing from 0.3 to 5.0 W/%， and the forming time was 90 min. By measuring the weight， 
thickness and I-R spectrum of the oxide， several e妊ectsof the water in the electrolyte were 
investigated， and {01l0wing results were obtained. (1) When the water content was about 3 W/%， 
the ionic current efficiency of the oxide formation had the maximum value， 1.1%. It may be 
guessed that this result was caused by our using the protonic solvnt， becauce a1l of the OH-
ion which are produced by the dissociation of th巴 waterin the electrolyte do not contribute to 
the oxidation but they hydrate with the proton， cation and anion. (2) It was shown by weighing 
the silicon oxides before and after the anodization that a11 of the oxides in this experiments 
belong to“the less oxygen type" with respect to stoichiometric Si02• (3) '1'h巴 resistivityof the 







る。 秋元2)らは， テトラヒドロフノレフリノレアノレコール(以下， THFAと省略する)を用いた場
合，無水よりも合水性の場合の方が大きな形成電圧の増加率を示すが，酸化の進行と共にその
















(i) 試 料: 般化に用いたシリコンウエハーは， P形で比抵抗が約5-15ρ-Clllの単結品
(111)面である。これを，フツ酸:硝酸:酢酸=3:8: 1の混合溶液でエッチングし，鏡面jにした。
(i) 電解液: THFAに硝酸アンモニウムを加えて 0.04規定にし， これに蒸留水を 0.3~
5%添加した。電解液中の含水量はカールフィッシャーで消定した。







( i) 形成された酸化膜の重量=Y-Z (g) 
(i) 酸化膜内のシリコンの重量=X-Z (g) 
(ii) 酸化膜内の酸素の重量=Y-X (g) 
となる。 (ii)に闘しては，酸化膜内部の水酸基の存在を考慮に入れず，酸化膜がシリコンと酸
素から成り立っているとし、う仮定のもとで、求めでた。






また， Si-O 非対称伸縮振動による 1100cm-1付近の赤外線吸収ピークの深さと膜厚との聞
に， 直線的な比例関係があるという J.E. DiaF)の熱酸化膜についての実験報告に従って， 透
過法による赤外吸収ピークのi楽さと電解液中の含水量との関係を調べた。
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I I I I I I 
--O-Si-O--Si-O-Si-
I I I I I I 
のシリコンと酸素による結合が比較的広範囲に連続していて，密度の高い酸化膜が形成されて
いるが，含水量が増加するにしたがって，上記シリコンと酸素の結合形の中に
I I I I I I I I 
-O-Si-O-Si-OH 叉は -O-Si-O-Si-OH…u-Si 
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